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Wynalazek niniejszy dotyczy bardzo
skutecznej zaprawy do nasion.

Wiadomo, że niektóre z jednortęciowa-
nych związków organicznych można stoso¬
wać jako zaprawy do nasion w celu zabez¬
pieczenia ziarna przeciwko chorobom, po
wodowanym przez grzybki, Natomiast dwu-
rtęciowane związki organiczne są na ogół
nieodpowiednie do tego celu. A więc np.
dwurtęciowane fenole, dwurtęciobenzen,
produkt otrzymany z dwupentenu i octanu
rtęciowego, zawierające 2 atomy rtęci w
cząsteczce, i inne związki pokrewne są nie¬
skuteczne, podczas gdy odpowiednie związ¬
ki jednortęciowane są dobrymi zaprawami
do nasion.

Wskutek tego też jest faktem nieoczeki¬
wanym, że organiczne węgliki dwurtęciowe
o wzorze strukturalnym:

R - Hg - C
III

R — Hg — C

są bardzo skutecznymi i doskonałymi zapra¬
wami do nasion. W powyższym wzorze li¬
tera R oznacza rodnik węglowodorowy ta¬
ki, jak alkyl, aryl, aralkyl albo reszta ali-
cyklowa. Te rodniki węglowodorowe mogą
być również podstawione, np, grupami wo¬
dorotlenowymi i podobnymi. Szczególnie
odpowiednimi okazały się związki, w któ-



rych reszta rtęcioacetylidowa —Hg . C=
C . Hg— jest związana, z dwiema reszta¬
mi eterowymi o wzprzę; \
- - "* " R" ' R'

I I
R — 0 — C — C —

I I
R' R'

przy czym litera R' oznacza wodór albo
jednakowe lub różne rodniki węglowodoro¬
we, które mogą być umieszczone w taki spo¬
sób, iż tworzą pierścień, i które mogą być
również podstawione, litera R zaś oznacza
wodór albo rodnik węglowodorowy taki, jak
alkyl, aryl, aralkyl albo reszta alicyklowa,
przy czym te rodniki węglowodorowe są
podstawione lub niepodstawione.

Wspomniane organiczne związki węgli¬
kowe są bardzo odporne na działanie wody,
której to właściwości zupełnie nie można
było przewidzieć, gdyż pewne węgliki me¬
tali, jak węglik wapnia i podobne, przy
zetknięciu z wodą natychmiast się rozkła¬
dają. Odporność związków tych na działa¬
nie wody jest tak duża, np. węglika bis -
- fenylo - rtęciowego albo węglika bis - me-
toksy - etylo - rtęciowego, iż nie stwierdza
się ani śladu rozkładu nawet wtedy, gdy
zanurzenie w wodzie trwa w ciągu kilku
dni,

Związki te nie nagryzają żelaza meta¬
licznego i nie drażnią skóry, jak to się
dzieje częstokroć z niektórymi innymi
związkami rtęciowo-organicznymi.

Wytwarza się je w bardzo prosty spo¬
sób wprowadzając w reakcję z acetylenem
roztwory związków rtęciowych o wzorze
ogólnym:

R-Hg-X,

w którym litera R odpowiada wyżej poda¬
nemu określeniu, litera X zaś oznacza grupę
zdolną do wytwarzania soli albo soli kom¬
pleksowych z rtęcią, jak rodnik kwasu octo¬

wego, mlekowego, szczawiowego, siarkowe¬
go, solnego, siarko - cyjanowego lub po¬
dobnego. Przy tym nowe te związki strą¬
cają się, jeśli reakcję przeprowadza się np.
w roztworach; alkoholowych, i mogą być
bardzo łatwo wyosabniane.

Poniżej podane przykłady służą do wy¬
jaśnienia sposobu wytwarzania tych nowych
związków.

Przykład I. Węglik bis - izo - propylo -
- rtęciowy wytwarza się przez wprowadza¬
nie acetylenu do zasadowego roztworu
chlorku izo - propylo - rtęciowego. Zawar¬
tość rtęci wynosi w nim 78,2 %.

Produkt ten zarabia się taką ilością tal¬
ku, aby zawartość w nim rtęci wynosiła 2%.

Przykład II. Węglik bis - metoksy -
- etylo - rtęciowy otrzymuje się jako osad
nie rozpuszczający się w wodzie przez
wprowadzanie acetylenu do alkaliczno - al¬
koholowego roztworu chlorku metoksy -
- etylo - rtęciowego. Przez zarobienie go
odpowiednią substancją wypełniającą o-
trzymuje się z niego odpowiednią zaprawę
suchą.

Przykład III. Węglik bis - etoksy - e-
tylo - rtęciowy otrzymuje się podobnie, jak
związek według przykładu II, z chlorku
etoksy - etylo - rtęciowego i acetylenu i
przerabia na zaprawę suchą.

Przykład IV. Węglik bis - fenylo - rtę¬
ciowy przygotowuje się jak substancje po¬
wyższe z odpowiednich składników w roz¬
tworze zasadowym. Węglik ten nie rozpu¬
szcza się w wodzie i jest trwały w tempera¬
turze pokojowej. Przez zarobienie go tal¬
kiem otrzymuje się zaprawę suchą, zawiera¬
jącą 2% Hg.

W ten sam sposób można wytwarzać od¬
powiednie: bis - butylo-, -izoamylo-, -cyklo-
heksylo-, toluylo-, -ksylylo-, -benzylo-, -a-
mino - fenylo-, -nitrofenylo-, -etanolo-, pro-
panolo - metoksy - etylo-, -etoksy - etylo-,
-etoksy - propylo-, -fenoksy - etylo-, -ben¬
zylo - oksy - etylo* i podobne acetylenkj
rtęciowe.
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Mieszając wymienione nowe acetylenki
rtęciowe z odpowiednimi rozcieńczalnikami
takimi, jak miałko zmielona glina, kreda,
talk, kaolin, ziemia okrzemkowa, żel krze¬
mionkowy i materiały podobne, można wy¬
twarzać bardzo skuteczne zaprawy do na¬
sion, przy czym składniki powyższe stosu¬
je się w ilości 97 — 98,5%, związki zaś
rtęciowo-organiczne w ilości 1,5 — 3%. Do
zapraw tych można dodawać innych środ¬
ków grzybkobójczych, czynników pobu¬
dzających, związków, mogących zwiększać
ich zdolność przylegania, czynników za¬

pobiegających pyleniu i substancji podob¬
nych.

Poniżej podana tabela służy do ilustra¬
cji wynalazku nie ograniczając jego za¬
kresu. Podaje ona zestawienie skuteczno¬
ści kilku związków według wynalazku w
porównaniu ze znanymi zaprawami rtęcio¬
wymi do nasion. Wymienione związki uży¬
to w stężeniu 1,5 części wagowych zapra¬
wy na 1000 części wagowych obrabianych
nasion. Liczby wykazują liczbę nasion za¬
każonych przez Fusarium, przy czym do
każdego doświadczenia użyto 100 ziarn.

Niepotraktowane
Potraktowane mieszaniną zaprawową za¬

wierającą:

węglik bis - izo - propylo - rtęciowy o za-
| wartości 2,0% Hg

węglik bis - metoksy - etylo - rtęciowy o za¬
wartości 1,5% Hg

węglik bis - metoksy - etylo - rtęciowy o
zawartości 3,0% Hg

węglik bis - etoksy - etylo - rtęciowy o za¬
wartości 1,5% Hg

węglik bis - fenylo - rtęciowy o zawartości
2,0% Hg
Dane porównawcze pomiędzy związkami

nymi związkami
octanem trój chloro - eteno - rtęciowym o

zawartości 3% Hg
chlorkiem etanolo - rtęciowym o zawarto¬

ści 6% Hg
octanem terpinoleno - rtęciowym o zawar¬

tości 2% Hg
chlorkiem kumaryno - rtęciowym o zawar¬

tości 2,5% Hg
chlorkiem acetooksy - cyklo - heksylo -

- rtęciowym o zawartości 3% Hg
standardową zaprawą do nasion, znaj dują-

| cą się w handlu, o zawartości 2% Hg
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Stąd wynika, że zaprawy do nasion, wy¬
tworzone według wynalazku niniejszego,
znacznie przewyższają znane rtęciowe za¬
prawy do nasion.

Opisane związki są nie tylko odpowied¬
nimi i skutecznymi środkami dezynfekcyj¬
nymi, lecz mogą być użyte również do kon¬
serwacji i innych celów dezynfekcyjnych,
jak np. do impregnacji drzewa, do konser¬
wacji kleju i materiałów podobnych.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zaprawa do nasion, znamienna tym,
że zawiera związek rtęciowo-organiczny o
wzorze strukturalnym;

R - Hg - C
III

R-Hg-C

w którym litera R oznacza rodnik węglo¬
wodorowy.

2. Zaprawa do nasion według zastrz.
1, znamienna tym, że zawiera związek rtę¬
ciowo-organiczny, o wzorze

R-Hg-C
III

R-Hg-C

w którym litera R oznacza grupę

R" R"
I I

RO — C — C —
I I
R" Rts

w której to grupie litera R' może oznaczać
wodór albo rodnik węglowodorowy, litera
zaś R" — wodór albo jednakowe lub róż¬
ne rodniki węglowodorowe, które mogą
tworzyć pierścień.

3. Zaprawa do nasion według zastrz.
1, znamienna tym, że zawiera węglik bis -■
- alkoksy - alkylo - rtęciowy o wzorzz
strukturowym

R" R"

I I
AO — C — C — Hg — C

I I lii

R" R" ■ |
R" R"

I I lll
AO — C — C — Hg — C

1 I
K* R"

w którym litera A oznacza resztę alkylo-
wą, litera zaś R" — wodór albo jednakowe
lub różne rodniki alkylowe.

4. Zaprawa do nasion według zastrz.
1 — 3, znamienna tym, że składa się z o-
koło 1,5 — 3% wspomnianego związku
rtęciowo - organicznego i 97 — 98,5% in¬
nych składników, jak rozcieńczalnika,
środka pobudzającego, czynnika zapobie¬
gającego pyleniu i ewentualnie czynnika
zdolnego do zwiększania przylegania tego
środka dezynfekcyjnego do nasion.

Schering - Kahlbaum A. G.
Zastępca: M. Skrzypkowska

rzecznik patentowy

Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa
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